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Abstract (en)
A method of treatment with plasma provides for focusing a treating agent fed through an annular slot into a plasma jet, the focusing gas being
fed into the confluence point of the jet with the transportation gas-flow carrying the treating component. In a plasmatron two nozzles (22, 23) are
mounted after the output electrode (21). Between the output electrode (21) and the first nozzle (22) is provided an annular slot (24) for feeding a
treating component, whereas between the nozzles (22, 23) is provided an annular slot (25) for feeding a focusing gas. The surfaces (26, 27) of
the first nozzle (22) facing, respectively, the electrode (21) and the second nozzle (23) are oriented at an angle delta , whose vertex (28) is located
between the outlet opening of the electrode (21) and the inlet opening of the second nozzle (23).

Abstract (de)
Das Verfahren zur Plasmabearbeitung umfaBt das Fokussieren des Spritzwerkstoffs, der iber einen Ringspalt in den Plasmastrahl eingefihrt
wird, wobei das Fokussierungsgas in den Vereinigungsbereich des Plasmastrahls mit der Strdmung des Transportgases mit dem Spritzwerkstoff
eingefuhrt wird. Im Plasmatron sind hinter der Austrittselektrode (21) zwei DUsen (22, 23) angeordnet. Zwischen der Austrittselektrode (21) und
der ersten DUse (22) ist ein Ringspalt (24) fur die Zufuhr des Spritzwerkstoffs vorhanden, und zwischen den Dlsen (22, 23) liegt ein Ringspalt (25)
fur die Fokussierungsgaszufuhr. Die Oberflachen (26, 27) der ersten Duse (22) sind der Elektrode (21) bzw. der zweiten Diise (23) zugekehrt und
gegeneinander um einen Winkel 8 geneigt, dessen Spitze (28) zwischen der Austrittsdffnung der Elektrode (21) und der Eintrittséffnung der zweiten
Duse (23) liegt. <IMAGE>

Abstract (fr)
Un procédé de traitement au plasma prévoit la focalisation d'un agent de traitement, alimentée par une ouverture annulaire, afin de former un jet
de plasma, les gaz de focalisation étant dirigés vers le point de confluence du jet avec le gaz de transport de I'élément a traiter. Deux buses (22,
23) sont montées dans un plasmatron en aval de I'électrode de sortie (21). On prévoit entre I'électrode de sortie (21) et la premiére buse (22)
une ouverture annulaire (24) pour I'alimentation d'un élément de traitement; entre les buses (22, 23) on prévoit une ouverture annulaire (25) pour
I'alimentation d'un gaz de focalisation. Les surfaces (26, 27) de la premiére buse (22) qui sont tournées, respectivement, vers I'électrode (21) et la
deuxiéme buse (23) sont orientées sous un angle delta, dont le sommet (28) est situé entre I'ouverture de sortie de I'électrode (21) et I'ouverture
d'entrée de la deuxiéme buse (23).
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